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  מעבדה למיקרואלקטרוניקה ושכבות דקות
Thin Films and Microelectronics Laboratory  

  
'אלכס אקסלביץר "ד: שם המרצה
  שיעורים פרונטלים ושיערים מעשיים: אופן הוראה

  3: שעות שבועיות
  1.5: נקודות זכות
   של שכבות דקות טכנולוגיה 50135טכנולוגיה של מיקרואלקטרוניקה או  50077: דרישות קדם

  
  : מטרות

שכבות דקות  מערכות ייצור הפעלהמטרתו של הקורס להקנות לסטודנט הבנה בסיסית בשיקולים של 
  . ושיטות אפיון תוצאות של ניסויםמיקרואלקטרוניקהב

בקורס יינתנו הבסיס הפיסיקלי ועקרונות הפעולה היסודית של תהליכי טכנולוגי במיקרואלקטרוניקה 
  .חומרים ומדידות במיקרואלקטרוניקה, טכניקת של ואקום, בות דקותויצירת של שכ

  
  :הנושאים שיילמדו בקורס

  
  .מבוא לתהליכי ייצור מכשירים במיקרואלקטרוניקה. 1
  .שיטות שקוע בשכבות דקות, מבנה מערכות ואקום. 2
  .תהליך נידוף תרמי, הכנת מצעים לציפוי. 3
  .מדידות בטכנולוגית שכבות דקות. 4
  .יתוך וניקוי מצעים במעבדהח. 5
  .של חומרים שוניםרמי תנידוף . 6
  .יצירת מערכות שכבתיות עם תכונות של דיודה. 7
  .יצירת גופי חימום שכבתיים. 8
   .יצירת מערכות שכבתיות למדידת טמפרטורה. 9

  .יצירת מערכות שכבתיות רגישות לאור. 10
  .אפיון שכבות דקות ומערכות שכבתיות.11
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  :דרישות מהסטודנטים

  .גמר על ניסוים מעשייםהגשת עבודות 
  .נוכחות חובה

 
 


